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１．概要（Summary） 

熱電子発電とは金属などを高温に加熱することで電子

が放出される熱電子放出という現象を利用した発電方法

である。熱電子発電素子は、電子を放出するエミッタ金属

と電子を捕集するコレクタ金属の二枚から成る。本研究で

は電解めっき法により良好な加工性を持つ Ni-W 合金を

エミッタに用いた高効率の熱電子発電素子を開発するこ

とを目的としている。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F5112+VD01） 
マスク・ウエーハ自動現像装置群（EVG101(現像装

置 ),APTCON(エッチング）、SAMCO  FA-1(アッシン

グ）） 
 
【実験方法】 

作成したマスクデータをもとに共用フォトマスクブランク

スを使用して電子線描画装置による描画を行った。自動

現像装置により現像を行い、残ったレジストをプラズマアッ

シング装置により除去した。その後クロムエッチング装置

によりクロムをエッチングすることでマスクパターンを製作

した。最後に洗浄（レジスト除去）を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 にマスク CAD 図，Fig. 2 に製作したフォト

マスクを示す。パターンの消滅等もなく設計通り描画

できた。全部で 3 枚のフォトマスクを製作したが，ど

れも描画できていたことを確認した。 

 
Fig. 1 CAD of photomask data 

 

 
Fig. 2 Photographs of the photomask 
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